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AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 47D: Normalisation mécanique des
dispositifs & semiconducteurs, du comité d'études 47 de la CEl: Dispositifs & semiconducteurs.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

DIS Rapport de vote

47D/44/DiS 47D/90/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a 'approbation de cet amendement.
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2 Terminologie et définitions

Une bavure est un exX
d’une sortie.

de la plus grandesargeur d’une sortie.

La profondeur d’'indentation est la distance, mesurée perpendiculairement au bord théorique de
la sortie, entre ce bord et la plus grande absence de métal. La longueur de l'indentation est la

plus grande dimension de I'absence de métal, mesurée parallélement au bord théorique de la
sortie. (Voir figure 19b).)



	
	

